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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成22年8月26日(2010.8.26)
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【国際特許分類】
   Ｂ４２Ｄ  15/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   3/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  15/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４２Ｄ  15/10    ５３１Ｂ
   Ｇ０２Ｂ   5/18    　　　　
   Ｂ３２Ｂ   3/18    　　　　
   Ｂ３２Ｂ  15/01    　　　Ｋ
   Ｂ４２Ｄ  15/10    ５０１Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月8日(2010.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのさらに部分的に形成された層と共に型による重ね合わせ関係に基づい
て、少なくとも１つの部分的に形成された機能層を有する多層体（１００ｖ）の製造方法
であって、
　第１のフォトレジストラッカー層（１２）として形成された第１の層がキャリア層（１
）上で形成され、そして、部分的に露光され、
　前記露光された第１の層が現像され、そして、
　構造化され、そして、それから、
　マスク層としての前記構造化された第１の層を利用して、前記少なくとも１つの部分的
に形成された機能層、および／または、前記少なくとも１つのさらに部分的に形成された
層が形成され、
　前記少なくとも１つの部分的に形成された機能層または、少なくとも、さらに部分的に
形成された層が、ある工程によって形成され、
　それによって、着色剤と混合された、第２の陽画または陰画のフォトレジストラッカー
層（１２´）が付与され、
　前記第２のフォトレジストラッカー層（１２´）が、前記構造化された第１の層を通し
て露光され、そして、前記露光された第２のフォトレジストラッカー層（１２´）の構造
化処理が有効となることを特徴とする製造方法。
【請求項２】
　第１の、および／または、第２のフォトレジストラッカー層（１２，１２´）が、少な
くとも１つの部分的に形成された機能層を形成していることを特徴とする請求項１に記載
の製造方法。
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【請求項３】
　引き続いて、前記キャリア層（１）が、部分的に形成された機能層または追加層として
の着色剤の拡散によって形成され、
　少なくとも第１の、および／または、第２の構造化されたフォトレジストラッカー層（
１２，１２´）が拡散障壁として機能することを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の製造方法。
【請求項４】
　前記キャリア層（１）の平面に垂直に見ると、部分的に形成された機能層または、さら
に部分的に形成された層によって囲まれた前記キャリア層（１）の露光された領域の中で
、
　物質が引っ掻き取られ、そして、
　少なくとも１つのさらに部分的に形成された機能層または、さらに部分的に形成された
層が形成されることを特徴とする請求項１ないし請求項３のうち何れか１項に記載の製造
方法。
【請求項５】
　前記第１の層（３ｍ）、および／または、少なくとも１つの有色の陽画または陰画のフ
ォトレジストラッカー層（１２，１２´，１２´´，１２´´´）によって、
　および／または、
　視線方向に依存して、光学的な効果による少なくとも１つの光学的に変化する層によっ
て、
　および／または、
　少なくとも１つの金属の反射層によって、
　および／または、
　少なくとも１つの誘電性の反射層によって、
　前記少なくとも１つのさらに部分的に形成された層が形成されることを特徴とする請求
項１ないし請求項４のうち何れか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記構造化された第１の層（３ｍ）が、少なくとも部分的に取り除かれ、そして、前記
少なくとも１つの部分的に形成された機能層、および／または、前記少なくとも１つのさ
らに部分的に形成された層によって置き換えられることを特徴とする請求項１ないし請求
項５のうち何れか１項に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの部分的に形成された機能層が、キャリア層（１）の平面に垂直に
見て、交互に重ね合わされているか、あるいは、前記少なくとも１つのさらに部分的に形
成された層に対して一様な空間を有していることを特徴とする請求項１ないし請求項６の
うち何れか１項に記載の製造方法。
【請求項８】
　少なくとも１つの第１の透明な空隙層（２´）が、少なくとも１つの部分的に形成され
た機能層と少なくとも１つのさらに部分的に形成された層との間に重ね合わされ、
　少なくとも１つの第２の透明な空隙層が、少なくとも２つのさらに部分的に形成された
層の間に重ね合わされ、
　第１の、および／または、第２の空隙層が、少なくとも２つの異なる層厚で部分的に形
成されることを特徴とする請求項１ないし請求項７のうち何れか１項に記載の製造方法。
【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のうち何れか１項に記載の製造方法によって製造される多層体
であって、
　少なくとも１つのさらに部分的に形成された層と共に型による重ね合わせ関係に基づい
て、少なくとも１つの部分的に形成された機能層を有し、
　第１のフォトレジストラッカー層（１２）として形成された第１の層がキャリア層（１
）上に構造化された模様の形状に形成され、かつ、
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　マスク層としての前記構造化された第１の層を利用して、前記少なくとも１つの部分的
に形成された機能層、および／または、前記少なくとも１つのさらに部分的に形成された
層が形成され、　　
　前記少なくとも１つの部分的に形成された機能層、および／または、少なくとも、さら
に部分的に形成された層が、着色剤と混合された第２の陽画または陰画のフォトレジスト
ラッカー層（１２´）であることを特徴とする多層体。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの部分的に形成された機能層および前記少なくとも１つのさらに部
分的に形成された層が、装飾的な幾何学図形、および／または、情報を示す幾何学図形、
文字と数字との、絵入りの、図形の、または、造形的な表現を与えるために、お互いに補
い合うことを特徴とする請求項９に記載の多層体。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの部分的に形成された機能層、
　および／または、
　前記少なくとも１つのさらに部分的に形成された層が、
　線幅が５０μｍより小さい、特に０．５μｍと１０μｍとの間の範囲の少なくとも１つ
の線として形成される、
　および／または、
　ピクセル直径が５０μｍより小さい、特に０．５μｍと１０μｍとの間の範囲の少なく
とも１つのピクセルとして少なくとも形成される、
ことを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の多層体。
【請求項１２】
　少なくとも１つの部分的に形成された機能層が、
　液晶を含む層であるか、
　または、
　視線方向に依存する干渉性の色の効果を有する薄いフィルム反射層の積み重ねによって
形成されて、
　前記少なくとも１つのさらに部分的に形成された層が前記第２のフォトレジストラッカ
ー層であることを特徴とする請求項９ないし請求項１１のうち何れか１項に記載の多層体
。
【請求項１３】
　少なくとも１つの部分的に形成された機能層が、前記第１のフォトレジストラッカー層
であり、かつ、
　少なくとも１つのさらに部分的に形成された層が、着色剤と混合された第２のフォトレ
ジストラッカー層であり、
　第１の、および、第２のフォトレジストラッカー層を異なる色とすることを特徴とする
請求項９ないし請求項１１のうち何れか１項に記載の多層体。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの部分的に形成された機能層および前記少なくとも１つのさらに部
分的に形成された層が、それぞれ線状となり、前記線が、横からの切除部以外で、お互い
に混ざり合うようになっていることを特徴とする請求項９ないし請求項１３のうち何れか
１項に記載の多層体。
【請求項１５】
　第１の透明な空隙層（２´）が、少なくとも１つの部分的に形成された機能層と、少な
くとも１つのさらに部分的に形成された層との間に付与され、
　第２の透明な空隙層が、少なくとも２つのさらに部分的に形成された層の間に付与され
、
　少なくとも１つの部分的に形成された機能層と、少なくとも１つのさらに部分的に形成
された層とが、少なくとも１つの、可能な限り視線方向に依存した光学的な干渉効果を生
じるようにされていることを特徴とする請求項９ないし請求項１４のうち何れか１項に記
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載の多層体。
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